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摘要(译)

提供了一种OLED阳极的制造方法及显示装置，该方法包括以下步骤：在
基板上形成阳极膜层，其材料为ITO。在阳极膜层上形成光刻胶膜层；对
光致抗蚀剂膜层进行构图，以得到光致抗蚀剂掩模图案，包括：光致抗
蚀剂全保留区域，光致抗蚀剂半保留区域和光致抗蚀剂全清除区域，其
中半光致抗蚀剂区域位于全保留区域之间。 -保留和完全撤离；蚀刻阳极
膜层以获得阳极图案；去除光刻胶半保留区；通过采用包括O 2 ，N 2 O
中至少一个的第一气体，对光致抗蚀剂全保留区外部的阳极图案的一部
分进行等离子体处理， CF 4 ，Ar；去除光致抗蚀剂掩模图案。本发明增
加了亮度的较小厚度部分，以补偿由厚度差引起的显示不均匀，提高显
示质量。
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